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• Klosz ze szkła Pyrex®, 12’’ średnica x18’’ wysokość, z 
zabezpieczeniem przeciw implozji 

• Ręcznie sterowany proces nanoszenia warstw, do 3 
materiałów w jednym cyklu 

• Kontrola grubości poprzez mikrowagę 

• Zmiana masek bez zapowietrzania 

• Pompa dyfuzyjna zapewniająca wysoką próżnię 

  

• 12’’ diameter x 18’’ high glass Pyrex® bell jar with 
implosion guard 

• Manual deposition processes up to 3 materials in a single 
cycle 

• Microbalance for thickness control 

• Mask-changing under vacuum 

• Diffusion pump for high vacuum 

Zastosowania   Applications 

• Wygodny system wytwarzania planarnych struktur 
organicznych 

• Możliwość nanoszenia planarnych i koplanarnych 
elektrod 

• Wytwarzanie organicznych i hybrydowych 
cienkowarstwowych struktur fotowoltaicznych 

 

  

• Convenient deposition system for producing planar 
organic structures 

• Ability to deposit planar or coplanar electrodes 

• Preparation of organic and hybrid thin-films photovoltaic 
structures 

Przykładowe cienkie warstwy 
  

Sample coatings 
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złota elektroda na niesiona na próbkę 

  

 

 


